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Warszawa, 18.03.2019 .

W zwigzku z koniecznoscig dokonania szacowania wartosci zamoéwienia dotyczacego
kosztow zwigzanych z aparaturg naukowo-badawczg niezbedng do realizacji projektu w
ramach POIR 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukture B+R przedsiebiorstw ,Utworzenie
specjalistycznego centrum badawczo-rozwojowego dedykowanego swiattowodom
specjalnym nowej generacji”.

Zamawiajacy:
Inphotech Sp. z 0.0.
ul. Dzika 15/12
00-172 Warszawa

Zwracamy sie z uprzejma prosbg o przedstawienie oferty cenowej na Stanowisko do

opracowywania i charakteryzacji chemicznej sSwiattowodéw specjalnych i elementéw
Swiattowodowych.
Zamoéwienie realizowane w ramach projektu ,Utworzenie specjalistycznego centrum
badawczo-rozwojowego dedykowanego swiattowodom specjalnym nowej generacji”.
Koszty zwigzane z nabyciem aparatury naukowo-badawczej opisanej ponizej, planowane sg
w ramach POIR 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukture B+R przedsiebiorstw.

Stanowisko do opracowywania i charakteryzacji chemicznej swiattowoddéw specjalnych i
elementdéw Swiattowodowych moze sktadac sie z kilku lub kilkunastu elementdw, jednak nie
dopuszczana jest czeSciowa realizacja zamédwienia.

1) Ukiad do opracowywania oraz naktadania dedykowanych powtok ochronnych na
witdkna swiattowodowe (w tym swiattowody specjalne), ktéry spetnia nastepujace
funkcjonalnosci:

a) mozliwo$¢ naktadania na ptaszcz wtdkna swiattowodowego metalowych powtok
ochronnych o grubosci od 5um do 100um

b) mozliwos¢ pokrywania dtugich odcinkéw swiattowoddw (min. 200m) warstwami
metalowymi

¢) mozliwos¢ nanoszenia warstw ochronnych na wtéknach swiattowodowych o
$rednicach z zakresu 80 um — 400 pm

d) mozliwos¢ programowego sterowania predkoscig procesu nanoszenia warstw w
trakcie pracy ukfadu, w oparciu o bezobstugowy pomiar grubosci naniesionej
powtoki (pomiar z doktadnoscig min. 2um)
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e)

f)

g)
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mozliwos$é naktadania na Swiattowdd powtok z nastepujgcych metali: miedz, ztoto,
srebro, nikiel
dedykowane oprogramowanie do sterowania procesem nakfadania powtok
ochronnych umozliwiajgce:
i. komunikacje z uktadem poprzez graficzny interfejs uzytkownika
ii. modyfikacje parametréw proceséw technologicznych procesu
iii. dostep do kodu programu odpowiadajgcego za projektowanie algorytméw
procesow oraz mozliwos¢ jego modyfikacji
iv. monitoring on-line parametréw procesu naktadania warstw, m.in.:
e temperature procesOw oraz otoczenia
e grubosé natozonej powtoki
e predkosc procesu
v. Informowanie o koniecznosci ingerencji operatora uktadu.
monitorowanie on-line, i zapisywanie do pliku, strat transmisyjnych pokrywanego
widkna $wiattowodowego w trakcie procesu pokrywania, bez udziatu operatora.

2) Uktad do modyfikacji powierzchni wiékien swiattowodowych w elementach optycznych,
ktory spetnia nastepujace funkcjonalnosci:

a)

b)

c)

d)

f)

mozliwo$é nanoszenia warstw metalowych na ptaszcz wtdkien swiattowodowych
w elementach optycznych, minimum w sprzegaczach swiattowodowych
wykonanych w technologii FBT w konfiguracji 2x1 oraz 2x2
mozliwo$¢ nanoszenia warstw metalowych na wtékna sSwiattowodowe 1z
naswietlong siatkg Bragga wraz z ciggtym monitoringiem dtugosci fali Bragga
podczas trwania procesu
mozliwo$é realizacji stabilnych i trwatych potaczen pomiedzy widknami
Swiattowodowymi pokrytymi warstwami metalicznymi a elementami metalowymi
przy wykorzystaniu metod elektrolitycznych, na dtugosci wiékna min. 30 cm
mozliwos$¢ naktadania metalowych powtok zabezpieczajacych na potgczenia
spawane pomiedzy wtéknami Swiattowodowymi o réznicach srednic siegajacych
do 50 um
mozliwe do naktadania grubosci warstw metalowych: od 5 um do 100 um
dedykowane oprogramowanie do sterowania procesem naktadania powtok
ochronnych umozliwiajgce:

i. Komunikacje z uktadem poprzez graficzny interfejs uzytkownika

ii. mozliwos¢ modyfikacji parametrow proceséw technologicznych

iii. dostep do kodu programu odpowiadajgcego za projektowanie algorytméw

proceséw oraz mozliwos¢ jego modyfikacji
iv. monitoring parametréw procesu naktadania warstw, m.in.:
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3) Uktfad
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e temperature proceséw oraz otoczenia
e predkosc¢ procesu,

do chemicznej preparatyki specjalnych wiokien swiattowodowych oraz do

przygotowywania dedykowanych odczynnikéw chemicznych, ktdry spetnia nastepujace
funkcjonalnosci:

a)

b)

d)

mozliwos¢ obszarowego, selektywnego zdejmowania metalowych pokryé
Swiattowodowych (miedz, ztoto, srebro), z mozliwoscig kontroli predkosci procesu
zdejmowania powtoki przy wykorzystaniu dedykowanego oprogramowania z
interfejsem graficznym

doktadnos¢ okreslania obszaru zdejmowanego pokrycia - ponizej 1 mm

mozliwos¢ uzyskania gradientowego zmniejszania grubosci pokrycia od 100% do
0% na odcinkach wtdkna z zakresu od 2 mm do 50 mm

dwa dygestoria zapewniajace bezpieczng prace z odczynnikami chemicznymi,
umozliwiajgce przygotowywania roztworéw chemicznych do proceséw obrdbki
specjalnych witdkien swiattowodowych. Wymiary obszaru roboczego kazdego z
dygestoridow nie moga by¢ mniejsze niz 1200mm x 600mm. Dygestoria powinny by¢
takze wyposazone w szafki w dolnej czesci, aby mozliwe byto przechowywanie tam
odczynnikéw chemicznych

uktad do redukcji srednicy zewnetrznej ptaszcza wtdkien swiattowodowych (w
zakresie od 100% do 30%) przy jednoczesnym zachowaniu rozmiaru rdzenia oraz
geometrycznego rozktadu wspodtczynnika zatamania swiatta w rdzeniu

4) Uktad umozliwiajgcy poddawanie elementéw i urzadzen swiattowodowych dziataniu
trudnych warunkow srodowiskowych, ktdry spetnia nastepujace funkcjonalnosci:

a)

b)

mozliwo$¢ umieszczania elementéw sSwiattowodowych o rozmiarach do
20cm x 30cm x 30cm w atmosferze gazéw: metanu, siarkowodoru, dwutlenku
wegla, wraz z mozliwoscig wyprowadzenia wtdkien optycznych (min. 2 wtékna typu
SMF28 i 2 wtdkna MM OM4) poza strefe kontrolowanej atmosfery, w celu
podpiecia ich do zewnetrznych optycznych uktadéw pomiarowych (nie bedacych
czescig stanowiska)

mozliwos¢ umieszczania S$wiattowoddw i elementdw sSwiattowodowych w
atmosferze nadcisnienia (do ok 1.3bar), wraz z mozliwoscia wyprowadzenia
wtékien optycznych (min. 2 wtdkna typu SMF28 i 2 wtékna MM OM4) poza strefe
kontrolowanej atmosfery, w celu podpiecia ich do zewnetrznych optycznych
uktadéw pomiarowych (nie bedacych czescig stanowiska)

mozliwos¢ wygrzewania wtékien swiattowodowych i elementéw swiattowodowych
o dtugosci do 10 cm w temperaturach do 900°C
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d)
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mozliwo$é podgladu stanu powierzchni wtékien $wiattowodowych przy pomocy
mikroskopu z funkcjg wykonywania zdje¢ oraz rejestrowania nagran. Mikroskop
powinien umozliwiaé¢ powiekszenie obserwowanego obrazu do 400 razy

5) System infrastruktury chemicznej obejmujacy:

a)

b)

d)

e)

mozliwos¢ bezpiecznego przechowywania odczynnikéw chemicznych i substancji
niebezpiecznych w postaci dedykowanych szaf na odczynniki chemiczne — 2 szafy
na odczynniki chemiczne o rozmiarach min: 190cm x 90 cm x 50 cm

zlew chemoodporny, myjka do oczu, prysznic bezpieczerstwa — wymagana
infrastruktura (m.in. przytgcze do wody, kanalizacja) bedzie dostepne na miejscu,
a dostarczone przez wykonawce elementy powinny by¢ do nich dostosowane
Lodéwka chemiczna do przechowywania odczynnikéw i prébek chemicznych oraz
biologicznych w kontrolowanych warunkach obnizonej temperatury — minimalna
wysokos¢ 80 cm

mozliwos¢ automatycznego czyszczenia aparatury chemicznej, poprzez
wykorzystanie zmywarki laboratoryjnej do aparatury chemicznej (kolby, zlewki i
inne)

chemoodporne blaty robocze do realizacji badan chemicznych — min. 4 mb

Uprzejmie prosimy o podanie catkowitego kosztu realizacji zamoéwienia (cena netto i brutto

PLN).

Prosimy o przesytanie szacowania wartosci najpdzniej do konica dnia 26.03.2019 r. na adres

mailowy: ofertowanie@inphotech.pl

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w mysl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak réwniez nie

jest ogtoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamowien publicznych.
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